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O poli metil metacrilato (PMMA) é um importante material, dentre os polimeros acrilicos, e tem sido usado
em diversas aplicacdes desde a sua primeira aparicao no mercado, em 1933. Dentre elas, destacam-se as
aplicacdes médicas, biomédicas e industriais. A modificacdo de superficie de materiais poliméricos é
fundamental para alcancar melhores propriedades mecanicas, tribolégicas e morfoldgicas. Os polimeros
de uma maneira geral, quando submetidos a tratamentos em ambiente com plasma, tendem a formar
grupos funcionais, que tém diferentes funcdes, alterando sua estrutura morfolégica e cristalina e,
consequentemente, propriedades mecanicas e éticas, bem como sua biocompatibilidade. Neste trabalho,
amostras de poli metil-metacrilato (PMMA) foram submetidos a um feixe de fons e elétrons gerado
através de uma fonte Kaufman. O objetivo principal desse estudo é verificar a eficiéncia da fonte para o
desejado processo e possivelmente desenvolver um método para tratamentos de superficies que seja
versatil, econémico e fisicamente compacto. Os resultados obtidos mostram que foi possivel implantar
nitrogénio na superficie do PMMA. O perfil de concentracdo de nitrogénio, obtido por GD-OES, mostra que
a quantidade de nitrogénio aumentou juntamente com o tempo de implantacdo e da poténcia aplicada. A
anélise de FTIR mostra a presenca de aminas em 1654 e 655 cm'! e entre 3300-3700 cm™L. Grupos
funcionais, como as aminas, aumentam o nUmero de sitios reativos, tornando o material propicio para
enxertia de outras cadeias poliméricas e, consequentemente, melhoram a adesdo celular ou acao
antimicrobiana.
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